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   ターゲットを包み込む膜としてSi3N4を用い、Cu及びMoの埋め

込み型ターゲットを製作し、開放型Ｘ線評価装置に装着し、発生

Ｘ線の領域とエネルギープロファイルを測定し評価した。それぞ

れの特性Ｘ線は埋め込まれたターゲット部のみから発生している

事が確認された。この結果はターゲット部の大きさを小さくすれ

ば、特性Ｘ線を発生する領域が小さくなることを示唆している。�

　しかしながら、Si3N4の膜は機械的に極めて丈夫であるが、優

れた絶縁性のために、電子ビームの負荷をあげると、膜の帯電破壊や温度急上昇がおこり、

部分的に破壊することがわかった。よって、Si3N4はキャップ層として好ましい素材ではなく、

別の素材開発が必要であることがわかった。�
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